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1. 서론

각종 전자기기에서 다양한 정보를 인간이

볼 수 있도록 화면상에 구현해 주는 역할을

해온 디스플레이는 미래 정보화 시대의 핵심

산업으로 각광 받고 있고, 박막형 액정패널 및

PDP, OLED 등 다양한 장점을 가진

플랫패널디스플레이들이 등장하였다. ITO 는

플랫패널 디스플레이, 터치 패널과 같은

광전자 소자에 쓰이는 투명전도성산화물 중

가장 널리 쓰이는 소재로써, 높은

전기전도성과 가시영역대에서 우수한 투과도를

가지고 있기 때문에 ITO 가 코팅된 유리는

박막 트랜지스터와 OLED 에 크게 접목되고

있다. 소비전력을 줄이기 위한 광 투과율의

향상과 디스플레이의 대면적화와 소자의

응답시간 단축을 위한 저항성 축소는 반드시

풀어야 할 숙제로써, 이에 대한 기초연구로 본

연구에서는 ITO 박막의 가공 깊이 제어에 대한

연구를 진행하였다.

2. 실험

실험에 사용된 ITO 박막은 150nm 정도의

두께로 1.1mm 두께의 유리기판 위에

증착되어있으며, 1030nm의 중심파장, 30kHz 의

반복률, 200fs 의 펄스폭을 가지는 펨토초

레이저가 사용되었고, 0.42 의 NA 값을 갖는

50 배율의 대물렌즈를 사용하였다. 방출된

가우시안 분포를 가지는 빔을 슬릿을 구성하여

Fig. 1 Schematic diagram of femtosecond laser

system with slit

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 2 Optical microscope images and AFM cross-

sectional graph of ablated ITO films by pulse

number : (a) 1shot (b) 2shot (c) 3shot (d) 6shot

통과하도록 하였으며 사각형 모양을 갖는

quasi-flat top 형태로 쉐이핑 하였다.

가공시스템의 모식도를 Fig. 1에 나타내었다.
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3. 결과 및 결론

슬릿을 통과한 quasi-flat top 빔을 이용하여

ITO 의 가공 깊이를 제어하기 위하여 펄스의

수를 늘려가며 실험을 수행하였다.

2.8TW/cm2 으로 인텐시티를 고정하여 실험을

수행하였으며, 펄스 수를 조절하여 10 ㎛×10

㎛의 크기로 가공된 결과의 광학현미경 사진과

AFM 측면 profile을 Fig.2(a)-(d)에 나타내었다.

패턴 가공 깊이 조절이 어려운 가우시안

분포를 가지는 빔을 슬릿 빔 쉐이핑 기술을

사용하여 가공 깊이 조절에 대한 연구를

진행하였으며, Display device 에 접목 가능한

사각 패턴을 구성하였다. 실험 결과, 40nm급의

가공 깊이 제어가 가능함을 확인하였으며, 본

연구로 얻어진 결과를 토대로 Display 에

이용되는 TCO 에 대한 응용 연구를 진행하여

핵심요소기술을 확보한다면 산업발전에 큰

보탬이 될 것으로 생각 된다.
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